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MODELOS DE CRESCIMENTO DE SUPERFÍCIES COM EVAPORAÇÃO 

OLIVEIRA, Tiago José (Bolsista); REDINZ, José Arnaldo (Orientador) 

O estudo teórico de interfaces e processos de crescimento de superfícies tem atraído muito interesse nos últimos anos, principalmente por suas relações com uma variedade de fenômenos fora do equilíbrio como o crescimento de nanoestruturas, filmes finos e colônias de bactérias e epitaxia de feixe molecular (MBE). Os processos que geram superfícies rugosas podem ser divididos em dois grupos: processos de crescimento, nos quais adicionamos matéria ao substrato; e processos de corrosão, em que matéria é retirada do substrato. O objetivo deste trabalho é estudar processos de crescimento misturando os dois processos: deposição e evaporação de partículas, e corrosão do substrato. Nós consideramos a deposição de partículas de um determinado material (com determinadas regras de deposição/evaporação) sobre um substrato de outro material, que pode apenas evaporar seguindo a restrição RSOS. Para as partículas depositadas nós consideramos modelos como Deposição Aleatória, RSOS e Deposição Aleatória com Relaxação para a deposição. Desta forma produzimos competições entre diferentes modelos de crescimento e diferentes classes de universalidade. Nós encontramos efeitos de ‘crossover’ entre regiões de crescimento linear EW (classe Edwards e Wilkinson) e não-linear KPZ (classe Kardar, Parisi e Zhang), comumente encontrados em modelos competitivos. Encontramos transições entre as classes KPZ, EW e a classe da Deposição Aleatória, em nossos modelos. Nós analisamos esses efeitos através dos expoentes de crescimento, bem como dos parâmetros da equação KPZ. (CNPq) 
